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В Л И Я Н И Е  О Б Л У Ч Е Н И Я  К Р Е М Н И Я  И О Н А М И  Х е + НА 
П О В Р Е Ж Д Е Н И Е  ЕГО С Т Р У К Т У Р Ы ,  Т О П О Г Р А Ф И Ю  И 
С М А Ч И В А Е М О С Т Ь  Н А Н Е С Е Н Н Ы Х  НА Н Е Г О  Ti  и Со

П О К Р Ы Т И Й

О.М. Ми х а л к о в и ч А. И.  Туровец|), И.С. Ташлыков1*,
Ю.А. Ермаков2*, B.C. Черныш2>

^ БГПУ им. М. Танка, Минск, Беларусь 
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Ионная имплантация ксенона в кремний имеет ряд прикладных 
применений. Однако, малоизученным остается влияние введение ксенона 
на повреждение, морфологию и смачиваемость поверхности как самого 
кремния, так и покрытий, нанесенных на него после облучения. Ti и Со 
покрытия наносились методом ионно-ассистированного осаждения в ус
ловиях самооблучсния. Для изучения радиационного дефектообразова- 
ния применяли метод POP в сочетании с каналированием-ионов H ef с 
энергией 2.0 МэВ и геометрией рассеяния
□ □ □ □ ° , □ □ 3D168°.  Топографию поверхности изучали с по
мощью атомно-силового микроскопа NT-206. Для изучения смачиваемо
сти поверхности измеряли краевой угол смачивания, используя компью
терную программу Angle. Ошибка измерения составляла <2°.

Введение в кремний ионов ксенона в качестве маркера создает силь- 
нодсфсктную область в кремнии, наблюдается насыщение ее радиацион
ными дефектами при дозах имплантированных ионов порядка 9х 10 14 см'2. 
Нанесение Ti и Со покрытий характера дозовой зависимости поврежде
ния кремния не изменяет. Установлено, что облучение кремния ионами 
Хе! с Е = 10, 20 и 40 кэВ и дозами от 1 х 1014 см'2 до 2.7х 10 15 см'2 не вызы
вает роста шероховатости и значимого изменения смачиваемости, как 
поверхности исходного кремния, так и кремния с Ti и Со покрытиями.
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